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１．概要（Summary） 

Si 上にマスクレス露光機による、パターン形成を行って

みた。GDS設計した形は〇で 1 μm、2 μmの大きさでホ

ールを形成させる。1 μmでは楕円の形になっており Xが

2.4 μm,Yが 1.8 μmの大きさになっていた。2 μmでは、

Xが 3.8 μm,Yが 3.1 μmになっていた。GDS設計値は

ターゲットよりも小さめに設計した方が良いという結果にな

った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ホットプレート、スピンコーター、有機ドラフト、 

マスクレス露光装置 

・利用した薬液 

OAP、AZ5214E、NMD 

 

（１） 【実験方法】 

（２） 1 μm、2 μmの〇形状の GDSデータ作成。 

（３） ウェハの水分除去の為に、ホットプレート 100℃で 3

分間ウェハを加熱。 

（４） ウェハ面改質のため OAP処理 2分。 

（５） スピンコーターにて AZ5214E を塗布、回転数は

3000回転 30秒で実施。 

（６） ホットプレートで 1分間ベーク。 

（７） マスクレス露光機で露光。 

（８） NMDにてウェハ現像。 

（９） SEMにてパターン観察。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

（１） 1 μmでは楕円の形になっており Xが 2.4 μm、Yが

1.8 μmの大きさになっていた。 

（２） 2 μmでは Xが 3.8 μm、Yが 3.1 μmになっていた。

GDS 設計値はターゲットよりも小さめに設計した方が

良いという結果になった。 

 

Fig. 1 SEM image of 1 m circle pattern. 

 

Fig. 2 SEM image of 2 m circle pattern. 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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